








































专利名称(译) 形成精细图案的方法，具有精细图案的液晶显示装置及其制造方法
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摘要(译)

本发明涉及一种形成精细图案的方法，液晶显示装置和制造方法，该精
细图案适于形成精细图案而不受曝光分辨率的限制。形成精细图案的方
法包括在透明导电层上形成光致抗蚀剂图案。光致抗蚀剂图案具有对应
于曝光装置的曝光分辨率的最小线宽。该方法还包括使用光致抗蚀剂图
案作为掩模通过蚀刻工艺对透明导电层进行过蚀刻，以形成具有比曝光
装置的曝光分辨率窄的线宽的电极图案。
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